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lhre modulare REM-Plattform mit intuitiver Bedienung
fur Routine- und Forschungsanwendungen

A Die Instrumente der EVO-Produktfamilie kombinieren leistungsstarke
uf den Punkt

) | Rasterelektronenmikroskopie mit einem intuitiven Bedienkonzept, das fur
Ihre Vorteile
erfahrene Anwender und Neulinge gleichermafien gut geeignet ist. EVO

Ihre Anwendungen kann dank seiner umfangreichen Optionen prazise auf Ilhre Anforderungen
Ihr System abgestimmt werden, unabhangig davon, ob Sie im Bereich Biowissen-
Technik und Details schaften, Materialwissenschaften oder in der routinemaRigen industriellen
i Qualitatskontrolle und Fehleranalyse tatig sind.
Konfigurieren Sie eine vielseitige, universelle Losung fur zentrale Mikroskopie-
Einrichtungen oder Labors fur die industrielle Qualitatskontrolle. Passend zu Ihren
Anwendungen koénnen Sie aus verschiedenen Kammergrof3en und Probentisch-
optionen wahlen — auch fur grofSe Industrieteile und Proben, deren Verarbeitung

mit einem REM anspruchsvoll sein kann.

Erreichen Sie die maximale Bildqualitat bei lhren REM-Untersuchungen, indem
Sie sich fur den Lanthanhexaborid-Emitter (LaB,) entscheiden, eine Uberlegene
Technologie zur Erzeugung eines helleren Strahls fur erstklassige Bildauflosung
und Rauschunterdruckung.

Erleben Sie herausragendes Imaging und Analysen von nichtleitenden Proben mit
dem variablen Druckmodus. Profitieren Sie von einem Designkonzept mit Platz fur
mehrere Analysedetektoren zur Unterstutzung anspruchsvoller Anwendungen.
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Einfacher. Intelligenter.

Uberlegene Benutzerfreundlichkeit

Dank der Integration von zwei Benutzerkonzepten
ist EVO fur alle Arten von Anwendern geeignet.
Mit SmartSEM Touch, das Uber einen Touchscreen
bedient wird, kontrollieren Sie Workflows
interaktiv mit Ihren Fingerspitzen. Die Bedienung
ist einfach zu erlernen, was den Schulungs- und
Kostenaufwand deutlich reduziert. Selbst
unerfahrene Nutzer kénnen in Minutenschnelle
fantastische Bilder erfassen. Diese Benutzer-
oberflache unterstltzt aufSerdem industrielle
Anwender, die automatisierte Workflows fur
wiederkehrende Inspektionsaufgaben bendtigen.
Erfahrene EVO-Nutzer greifen Gber die SmartSEM-
Benutzeroberflache direkt am Instrumenten-PC auf
samtliche Funktionen zu, die sie fir erweiterte
Imaging-Aufgaben benétigen.

SmartSEM Touch erlaubt selbst unerfahrenen Nutzern einen
besonders intuitiven Zugriff auf Imaging-Funktionen und vor-
definierte Workflows.

Integrierter.

Ausgezeichnete Bildqualitat

Die Bildqualitat hangt entscheidend davon ab, wie
die Probe im REM untersucht wird. Der variable
Druckmodus (VP) und unsere einzigartigen VP-
und Cascade-Current-Sekundarelektronendetek-
toren sorgen gemeinsam flr eine bestmogliche
Bildqualitat bei allen nichtleitenden Proben.
AuBerdem stellt der erweiterte Druckmodus (EP)
mit Wasserdampf und dem C2DX-Detektor die
Qualitat von Daten hydrierter und stark ver-
schmutzter Proben sicher, da diese Proben in
ihrem nativen Zustand belassen werden kénnen.
Zusatzlich optimiert der LaB_-Emitter die Auflo-
sung, den Kontrast und das Signal-Rausch-
Verhaltnis, was bei anspruchsvollen Imaging-
und Mikroanalyseaufgaben extrem wichtig ist.

MehrfachvergréfSerung, Sekunddrelektronenbilder eines Auer-
metallpartikels, erfasst im Hochvakuum.

Workflow-Automatisierung und
Datenintegritat

EVO ist stark im Zusammenspiel und kann als Teil
eines halbautomatisierten, multimodalen Work-
flows konfiguriert werden. Dies wird ermoglicht
durch das halbautomatisierte Wiederauffinden von
Regions of Interest und das Sicherstellen der
Integritat von Daten, die mithilfe mehrerer Ver-
fahren erfasst wurden. Kombinieren Sie EVO mit
Smartzoom 5, dem digitalen Lichtmikroskop von
ZEISS, oder einem beliebigen anderen Lichtmikro-
skop, um Daten aus der Licht- und Elektronen-
mikroskopie flr die Materialcharakterisierung oder
Teileprufung zusammenzufihren. Oder kombinie-
ren Sie EVO mit ZEISS Lichtmikroskopen fir die
korrelative Partikelanalyse.

ZEISS EVO und das digitale Lichtmikroskop Smartzoom 5
in Kombination zur Vereinfachung korrelativer Workflows.
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Einfache Bedienung fur erfahrene und unerfahrene Nutzer

Keine Einbuf3en bei der REM-Produktivitat selbst in Multi-User-Umgebungen

Je nach Laborumgebung kann die Bedienung des REM entweder die alleinige Aufgabe erfahrener Elek-
tronenmikroskopiker sein. Oder es besteht die Notwendigkeit, dass auch unerfahrene Nutzer wie Studenten,
Auszubildende oder Qualitatsingenieure Daten von einem REM benétigen. EVO berlcksichtigt beide
Gruppen mit Benutzeroberflachen, die auf die Nutzeranforderungen von erfahrenen Anwendern und

Neulingen gleichermafen eingehen.

Systemadministrator Erfahrene Nutzer Unerfahrene Nutzer
Bevorzugtes Ul: Bevorzugtes Ul:
SmartSEM SmartSEM Touch
Dieser Nutzer ist fur die Kali- Erfahrene Nutzer haben Zugriff ~ Unerfahrene Nutzer haben Zugriff
brierung des Systems und die auf benutzerdefinierte Bildver- auf benutzerdefinierte Bildver-
Vorkonfiguration von Parame- zeichnisse, erweiterte Imaging- zeichnisse, vordefinierte Work-

tern zustandig. AuBerdem hat ~ Parameter und Analysefunktionen. flows und die am haufigsten ver-
er Vollzugriff auf die System- Sie kénnen Uber eigene Profile wendeten Parameter — ideal fur
steuerung. verfugen, die von anderen Be- Anfanger. Sie konnen Uber eigene
nutzerprofilen unabhangig sind.  Profile verfligen, die von anderen
Benutzerprofilen unabhangig sind.

EVO ist die perfekte Lésung fur die Anforderungen in Multi-User-Umgebungen und bietet Bedienkonzepte fiir Nutzer unterschiedlicher
Erfahrungsstufen und Zugriffsberechtigungen.

Intuitive Bedienung: SmartSEM Touch
SmartSEM ist das etablierte ZEISS Betriebssystem
fur erfahrene Anwender und gewahrt Zugriff

auf erweiterte Mikroskopeinstellungen. Und
SmartSEM Touch ist eine extrem vereinfachte
Benutzeroberflache, die speziell fir gelegentliche
Anwender entwickelt wurde, die nur wenig bis
gar keine Erfahrung mit der Funktionsweise eines
REM haben. In nur 20 Minuten kénnen uner-
fahrene Nutzer damit beginnen, erste REM-Daten
zu erfassen. Laborleiter konnen Parameter fur
wiederkehrende Imaging-Ablaufe, Proben oder
Werkstlcke vorkonfigurieren und so sicherstellen,
dass unerfahrene Nutzer stets exakt dieselben
Parameter verwenden, um reproduzierbare Daten

zu erfassen.

SmartSEM Touch: intuitive Benutzeroberfidche fur den Zugriff
auf Voreinstellungen, Workflows und Imaging-Parameter.



Auf den Punkt
lhre Vorteile

Ihre Anwendungen
Ilhr System

Technik und Details

Service

Branchenfliihrende Datenqualitat

Bessere Daten mit dem Lanthanhexaborid-
Emitter (LaB,)

Anstelle eines herkdémmlichen Wolfram-Glih-
fadens sorgt die Elektronenemission einer Lan-
thanhexaborid-Kathode dafur, dass Sie jederzeit
hochwertige Bilder erzeugen kénnen. Wahrend
gangige thermische Feldemissions-REMs
Elektronen aus einem Wolfram-Glihfaden
erzeugen, hat die Verwendung eines LaB,-
Gluhkathodenemitters entscheidende Vorteile.

Der spitze LaB-Kristall emittiert ungefahr dieselbe
Anzahl Elektronen, allerdings von einer wesentlich

kleineren Punktquelle aus. Das verursacht einen
10-mal helleren Elektronenstrahl. Und diesen
Vorteil kbnnen Sie auf zweierlei Arten nutzen:

m Bej aquivalenten Elektronensondengrofsen
(d. h. Auflésungen) steht ein héherer Sonden-
strom zur Verfugung, der die Bildnavigation
und -optimierung deutlich einfacher macht.

m Bei aquivalenten Sondenstromen (Signal-
Rausch-Verhaltnis) ist der Strahldurchmesser
deutlich geringer, was die Bildauflésung
verbessert.

Oberfldchenstruktur eines framboidalen Pyrits. Eine 100.000-fache BildvergréfSerung, abgebildet in einem horizontalen Sichtfeld von
ca. 3 um. Bild mit freundlicher Genehmigung von Joseph Dunlop, School of Earth & Environmental Sciences, University of Portsmouth.

Katalysatorpartikel, abgebildet mit hoher Vergréfserung und geringem kV-Wert (links Wolfram, rechts LaB,). Bei schwierigen Imaging-
Bedingungen profitieren LaB-Nutzer von einem 10-mal helleren Elektronenstrahl, der fir eine verbesserte Bildauflésung und einen héheren
Kontrast sorgt. Horizontales Sichtfeld: 20 ym.
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Probenuntersuchung unter anspruchsvollen Bedingungen

Feuchte oder verschmutzte Proben? Kein Problem!

EVO lasst sich so konfigurieren, dass es mit spezifischen Gasen wie Wasserdampf bei erhdhtem Kammer-
druck betrieben werden kann. Dies erlaubt das Imaging von Proben in ihrem naturlichen hydrierten Zustand
und ohne jegliche Verdnderungen, die sich auf die Datengenauigkeit und den Wert der gewonnenen Infor-
mationen auswirken kdnnten. Diese erweiterte Drucktechnologie verhindert auch, dass Verschmutzungen
durch ¢lige oder verschmutzte Werkstlicke in die Elektronensaule gelangen. Dadurch kénnen Sie Werkstucke
sicher untersuchen, bei denen eine Reinigung das Ergebnis verfalschen wdrde.

Wenn Sie einen Peltier-Kihltisch mit der hochsensiblen Vakuum- und Feuchtigkeitssteuerung von EVO
kombinieren, erzielen Sie in den Biowissenschaften atemberaubende Bilder. Sie kdbnnen mithilfe des inter-
aktiven Phasendiagramms flr Wasser einfach von Dampf zu Flussigkeit oder Eis wechseln, um die Imaging-
Bedingungen zu steuern. Sie konnen in der REM-Vakuumkammer mit dem Probentisch (mit Schwalben-
schwanzschiene), der im Temperaturbereich von =30 bis +50 °C geregelt werden kann, sowohl| Gefrier-

als auch Erwarmprozesse durchfthren.

Baumpollen, abgebildet mit EP- und C2DX-Detektor bei knapp
100 % relativer Feuchte.

Gefriergetrocknete Pollen, abgebildet im Hochvakuum;
SE-Detektor, 10 kV.

REM-Imaging ist geeignet fur die Pflanzenklassifizierung mithilfe von Pollen als systematischem Klassifizierer. Typischerweise werden Pollen
mit den klassischen Verfahren Kritische-Punkt-Trocknung und Zerstdubungsbeschichtung prapariert. Umgebungsbedingtes Imaging
erméglicht die Abbildung nahezu nativer Proben ohne jegliche Préparation, wie sie normalerweise fir topografische Untersuchungen
notwendig ist. Es ist deutlich erkennbar, dass Schrumpfartefakte unter Umweltbedingungen reduziert werden.

Keine Beschichtung méglich?

Das macht nichts.

Ublicherweise werden nichtleitende Proben mit
einem leitfahigen Material beschichtet, bevor sie
im REM untersucht werden kénnen. Es gibt aber
auch Imaging- und Analyse-Workflows, die eine
Veranderung der Probe oder des Werksticks,
etwa eine Beschichtung, nicht erlauben. Das gilt
insbesondere fur multimodale Workflows, bei
denen Werkstlcke im Laufe einer Untersuchung
von einem Instrument zum nachsten transportiert
werden. Der VP-Modus von EVO ist eine Losung,
um Ladung auf nicht leitfahigen Oberflachen zu
neutralisieren. Das allein reicht aber nicht immer
aus, um vor allem beim Imaging der Oberflachen-
morphologie (mit Sekundarelektronen) und bei
Mikroanalysen die bestmdgliche Datenqualitat zu
erzielen. Gemeinsam mit dem VP-Modus sorgen
der C2D-Detektor und die BeamSleeve-Technolo-
gie von EVO fur ein zuverldssiges Erfassen hoch-
wertiger REM-Daten aus unbeschichteten, nicht-
leitenden Proben oder Werkstucken, wenn eine
Praparation die Ergebnisse des multimodalen
Workflows beeintrachtigen wrde.
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Entwickelt fur Workflow-Automatisierung und Datenintegritat

In vielen Umgebungen, ob akademisch oder
industriell, ist die Materialcharakterisierung mit
einem REM Teil eines Workflows, bei dem Proben
mit weiteren Imaging- oder Analysetechniken
untersucht werden, etwa mit Lichtmikroskopen
oder Spektrometern. Da ZEISS der flihrende An-
bieter verschiedenster Mikroskopie- und Metrolo-
giesysteme ist, kdnnen Sie davon ausgehen,

dass EVO sehr gut mit anderen ZEISS Lésungen
zusammenarbeitet.

Korrelative Mikroskopie mit Shuttle & Find
Mit Shuttle & Find, der ZEISS Hardware- und Soft-
wareschnittstelle fur korrelative Mikroskopie,
kdnnen Sie einen hochproduktiven, multimodalen
Workflow zwischen (digitalen) Lichtmikroskopen
und EVO erstellen. Kombinieren Sie die spezifischen
optischen Kontrastmethoden lhres Lichtmikro-
skops mit den ebenfalls spezifischen Imaging- und
Analysemethoden des REM, um komplementare
Daten und somit aussagekraftigere Informationen
zur Materialqualitat oder zur Fehlerquelle Ihrer
Probe zu erhalten. Das halbautomatisierte Wieder-
auffinden von Regions of Interest vereinfacht die
Bedienung und erhoht den Durchsatz. Shuttle &
Find speichert zudem die Daten mehrerer Ver-

fahren in einem einzigen Projektordner.

ZEISS ZEN 2 core: vernetzte Laborlosung

ZEN 2 core ist die Bildanalysesoftware fiir EVO und andere ZEISS Mikroskopielésungen. Ahnlich wie
SmartSEM Touch ist ZEN 2 core fir eine einfachere Bedienung und Workflow-Automatisierung optimiert.
ZEN 2 core speichert samtliche Daten, die von ZEISS Systemen innerhalb eines multimodalen Workflows
gewonnen werden, in einem gemeinsamen Archiv und stellt die Datenintegritat Uber verschiedene
Werkstucke, Bediener, Labors und sogar Standorte hinweg sicher — eine der wesentlichen Industrie-4.0-

Voraussetzungen bei der Qualitatssicherung.

ZEN 2 core integriert EVO, zusammengesetzte Lichtmikroskope und digitale Mikroskope in einen korrelativen, multimodalen Workflow.



Verbesserte Produktivitat durch intelligente Navigation und Bilderfassung

AUf den Punkt Neue ZEISS Navigationskamera Automatisiertes intelligentes Imaging
Eine Kamera kann entweder an der Kammer montiert werden (Chamberscope), um die Position der Proben EVO ermaglicht die automatisierte, unbeaufsich-
lhre Vorteile zu Uberwachen, die senkrecht zum am Polstlick montierten Riickstreuelektronendetektor verlaufen, oder auf tigte Bilderfassung flr mehrere Probenchargen.
Ihre Anwendungen der Klappe der Vakuumkammer (Navigationskamera), um die Anordnung der Proben oder Werkstlcke auf ZEISS Automated Intelligent Imaging ist perfekt
dem Probenhalter aus erhodhter Perspektive zu betrachten. Diese Ansicht bietet sich an, um Regions of fur routinemafSige Untersuchungen geeignet.
Ihr System Interest zu definieren, die auf einem Lichtmikroskopbild identifiziert wurden, und um wahrend der gesamten Je nach erforderlichem Bildausschnitt oder der
Probenuntersuchung einfach navigieren zu kénnen. gewunschten Vergréferung kénnen Nutzer

Technik und Details . .
Bereiche von Interesse festlegen und mit der

Service automatisierten Erfassung beginnen. Das auto-
matisierte intelligente Imaging verbessert Ihren
Probendurchsatz, steigert die Produktivitat und
die Leistung.

Navigationskamera-Ubersichtsbild, auf dem zu untersuchende Regions of Interest markiert sind. Das automatisierte intelligente Imaging erlaubt Nutzern, rele-

vante Bereiche von Hand zu markieren. ZEISS EVO erfasst dann
automatisch den Datensatz, der in ZEISS SmartBrowse geprft
werden kann.
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Integrierte energiedispersive Spektroskopieldosung

EVO Element EDS

Zusatzlich zu den vielen EDS-Lésungen von An-
bietern wie Oxford Instruments, Bruker oder EDAX
kann EVO ebenfalls mit dem integrierten EDS-
System EVO Element konfiguriert werden.

Die Integration verbessert die Nutzbarkeit, da nur
ein PC zur Steuerung des EDS-Systems und des
REM bendtigt wird.

Zudem erlauben dedizierte Benutzeroberflachen
eine parallele Steuerung von Mikroskop- und EDS-
Funktionen.

Die EDS-LOsung EVO Element ist die erste Wahl,
weil sie durch integrierte Komponenten und
Synergien im Service und Support Preisvorteile
bietet. Die Tatsache, dass das globale ZEISS
Service- und Anwendungsteam das System EVO
Element vollstandig unterstutzt, ist vor allem fur
industrielle Kunden interessant. Der Support fur
das EDS-System muss nicht an Dritte ausgelagert
werden.

Der Vorteil derartiger Synergieeffekte wird anhand
einer standardmafigen dreijahrigen Gewahrleis-
tung auf alle Komponenten — darunter der
Siliziumdriftdetektor — von EVO Element deutlich.

EVO Element: Die Integration verbessert die Nutzbarkeit, da nur ein PC zur Steuerung des EDS-Systems und des REM nétig ist.
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GxP-Compliance fur regulierte Branchen

Herausforderungen bezlglich der Integritat von
digitalen Daten gibt es Uberall, so auch in der
Mikroskopie. Das GxP-Modul in ZEN 2 core erfullt
die Anforderungen regulierter Branchen und hilft
sicherzustellen, dass lhre Systeme die An-
forderungen gemald FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11
erflllen. Es ist davon auszugehen, dass in anderen
Branchen wie der Luft- und Raumfahrt ebenfalls
strengere Vorschriften zum Umgang mit Daten
erforderlich sein werden. Wenn Sie sich also fur
EVO entscheiden, wahlen Sie ein Mikroskop, das
bereits auf diese zuklinftigen Anforderungen
ausgelegt ist.

GxP-Modul

Das GxP-Modul erfullt die Anforderungen regu-
lierter Branchen wie Pharmazie oder Lebensmit-
telherstellung und hilft sicherzustellen, dass lhre
Systeme die Anforderungen gemafs FDA 21 CFR
Part 11 erflllen. Mithilfe dieses Moduls kénnen
Sie jeden Schritt in Ihrem Workflow nachprifen.
Sie haben die Moglichkeit, viele verschiedene
Tools und Funktionen zusammen mit erforderli-
chen Qualifizierungs- und Validierungsaktivitaten
zu nutzen und sicherzustellen, dass Ihre Bilder,
Tabellen und Berichte den CFR-Bestimmungen
entsprechen.

ZEN 2 core bietet die folgenden
GxP-Funktionen:

m Digitale Signatur

= Audit Trail

= Prifsumme

m  Nutzermanagement

= Disaster Recovery

m Freigabeverfahren fir Workflows

Fokus auf 1Q/0Q

Fir die Einhaltung von Vorschriften reichen
GxP-Softwarefunktionen allerdings nicht aus.
Die GxP-Compliance umfasst aulSerdem einen
akkuraten Prozess fur die Qualifizierung der
Installation und den Betrieb von Analysesystemen,
die einer Qualifizierung (IQ/0Q) unterzogen
werden.

Wenden Sie sich an lhren ZEISS Vertriebsmitar-
beiter, um mehr Uber GxP-Compliance-Lésungen
und die OQ- und IQ-Services zu erfahren, die
ZEISS entweder bereitstellen oder organisieren

kann.

Das GxP-Modul bietet sdmtliche Funktionen, die zur Einhaltung
von CFR-Bestimmungen erforderlich sind, etwa ein Prifprotokoll
aller Benutzeraktivitdten.

Prifung von Signaturen und Dateien
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ZEISS EVO in der Anwendung: Fertigung und Montage

Zinkphosphatbeschichtung, abgebildet mit SE-Detektor im Hochvakuum, horizontales Sichtfeld ca. 20 um.

Typische Aufgaben und Anwendungen

Qualitatsanalyse/Qualitatskontrolle
Fehleranalyse/Metallografie

Prifung auf Sauberkeit

Morphologische und chemische Analyse von
Partikeln gemal den Normen ISO 16232 und
VDA 19 Teil 1 und 2

Analyse nichtmetallischer Einschlisse

So profitieren Sie von ZEISS EVO

Flexibilitat bei Proben dank drei unterschied-
licher KammergrofSen fir Proben von bis zu

5 kg Gewicht; Proben mit einer Hoéhe von

bis zu 210 mm und einer Breite von bis zu

300 mm.

Intelligentes Imaging und automatisierte Work-
flows fur eine effiziente Nutzerinteraktion
Optimierte Einstellungen flr jeden Probentyp
Variable Drucktechnologie (VP) fir das Imaging
nichtleitender Verbundmaterialien, Faserstoffe,
Polymere und Textilien

Verbesserte Datenqualitat aus VP-Imaging mit
dem C2D-Sekundarelektronendetektor

Voll integrierte Losung zur Identifizierung

und Analyse von Partikeln fur die erweiterte
Morphologie und chemische Analyse (SmartPI)
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Das zusammengesetzte Bild zeigt ein Kugellager mit charakteris- Die Oberfldche eines Kugellagers, das mit dem BSE-Detektor Gitarrensaite, die mit einer Kupferwicklung und einer Polymerbe-
tischem Verschleifsbild bei hoher Auflésung und mit einem abgebildet wurde, zeigt Risse und Abplatzungen in der Struktur. schichtung ummantelt ist, abgebildet im variablen Druckmodus
breiten Sichtfeld. Abgebildet bei 20 kV mit dem SE-Detektor. mit dem C2D-Detektor bei 7 kV.
EDS-Aufnahme einer Bruchficiche, die Zinnteile (orange) vor Partikel aus einem Partikelfilter, der mit dem BSE-Detektor Autositz-Schaumpolster, abgebildet ohne Beschichtung im
einem Hintergrund aus Eisen (blau) zeigt, Probe mit freundlicher wdhrend einer Qualitdtskontrolle aufgenommen wurde, um variablen Druckmodus mit dem BSE-Detektor.
Genehmigung von J. Scott, West Mill Innovation, UK. die Sauberkeit des industriellen Prozesses zu analysieren.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Stahl und andere Metalle

Oberfldche von S355-Stahl nach dem Strahlen mit Edelkorund F80, abgebildet mit dem BSE-Detektor auf EVO 15. Probe mit freundlicher
Genehmigung von TWI Ltd, UK.

Typische Aufgaben und Anwendungen

m |Imaging und Analyse der Struktur, chemischen
Zusammensetzung und Kristallografie von
metallischen Proben und Einschlissen

m Analyse von Phasen, Partikeln, Schweifsnahten
und Fehlstellen

So profitieren Sie von ZEISS EVO

Erhalten Sie scharfe Bilder und eindeutige Infor-
mationen zur Zusammensetzung und Kristal-
lografie von ferritischen, austenitischen, marten-
sitischen Stahlen oder Duplexstahlen sowie
modernen Legierungen mit dem branchenfthren-
den BSE-Detektor von EVO.

Nutzen Sie die leicht zugangliche Kammertir und
den robusten Tisch, um Zugfestigkeitsprifgerate,
Nanoindenter und Heizmodule fur eine erweiterte
Charakterisierung von metallischen Proben hinzu-
zuflgen.

Die erstklassige EDS-Geometrie bietet hohen
Durchsatz und erméglicht eine hohe Genauigkeit
bei Rontgenanalysen.

Flexible Anschlusskonfigurationen flr koplanare
EBSD ermaglichen die mikrostrukturelle Charakte-
risierung von Korngrenzen, die Phasenidentifi-
zierung und Gleitsystemaktivitaten.

Die unerreichte Strahlstabilitat sorgt fir einen
robusten Betrieb bei langen EDS- und EBSD-Erfas-
sungsdurchlaufen auf grofsformatigen Proben und
liefert konsistent zuverlassige und wiederholbare
Ergebnisse.

13
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ZEISS EVO in der Anwendung: Stahl und andere Metalle

Querschnitt von verzinktem Weichstahl, abgebildet mit dem SE-

Detektor auf EVO 15. Links: GiefSharz; Mitte: Zinkschicht, rechts:

Weichstahl.

Korrodierter Bereich in Weichstahl, abgebildet mit dem BSE-
Detektor in ZEISS EVO 15.

Modernes Legierungsmaterial zeigt das von einer Stahlmatrix
umgebene Kernmaterial aus Wolfram. Abgebildet bei 7 kV mit
dem C2D-Detektor.

Aufnahme von Sauerstoff auf korrodiertem Weichstahl,; die

Region of Interest entspricht dem Rlickstreuelektronenbild links.

AuftragsschweifSnaht Legierung 625 auf 8630-Stahl, betrachtet
mit einem BSD-Detektor auf ZEISS EVO 15; Probe von TWI Ltd.

Oberfidche einer Titanlegierung (Ti-6Al-4V) — additiv gefertigt
durch selektives Laserschmelzen — zeigt vollstdndig geschmol-
zene Bereiche neben nicht geschmolzenen Ti-6Al-4V-Partikeln
und anderen Materialien. Abgebildet mit dem BSE-Detektor auf
ZEISS EVO 15. Probe von TWI Ltd.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Halbleiter und Elektronik

Auf der Oberfldche einer integrierten Schaltung sind Verschmutzungen und Fremdkérper deutlich erkennbar. Abgebildet mit dem SE-
Detektor im Hochvakuum bei 10 kV.

Typische Aufgaben und Anwendungen

m Sichtprufung von elektronischen Komponenten,
integrierten Schaltungen, MEMS und Solar-
zellen

m  Untersuchung von Kupferdrahtoberflachen und
Kristallstrukturen

m  Untersuchung von Metallkorrosion

= Querschnittsfehleranalysen

m Bondfufs-Untersuchungen

m Imaging von Kondensatoroberflachen

So profitieren Sie von ZEISS EVO

Die Auswahl an Detektoren, darunter BSE und
C2D, bietet hervorragendes topografisches und
kompositorisches Imaging mit hohem Kontrast
im VP-Modus fur Halbleitermaterialien ohne
Aufladungs-Artefakte.

Das optionale Strahlabbremsungssystem bietet
eine optimale Auflésung bei geringsten Be-
schleunigungsspannungen und erlaubt lhnen,
Oberflachendetails von Solarzellen und integri-
erten Schaltungen zu visualisieren.

Dank der Flexibilitat von EVO kénnen viele Pruf-
und Analysemodule von Drittanbietern verwendet
werden, darunter EBIC und Nanosonden fir die
Charakterisierung von p-n-Ubergangen und
Fehleranalysen von integrierten Schaltungen.



ZEISS EVO in der Anwendung: Halbleiter und Elektronik

Ihre Vorteile _ e Protection layer
""""" ) . 5 ..-_ ; LS '.‘_."_'_‘ﬁ--_

Service
""""" Die Falschfarbendarstellung von auf einer Leiterplatte BSE-Bild (links) und SE-Bild (rechts) von Gold auf einem ver- BSE-Bild eines Querschnitts, der verschiedene kompositorische
montierten Komponenten unterstitzt die Visualisierung bei nickelten SIM-Kartenkontakt und dem hochwarmfesten FKP- Schichten zeigt.
routinemdpfSigen Inspektionen. Gehduse (Flissigkristallpolymer) nach UL94V.
Untersuchung der Drahtverbindung mit Sekunddrelektronen- Korrodierte Nickelschicht, abgebildet mit Sekunddrelektronen. SE-Bild, das die Entstehung eines Haarkristalls auf einem
Imaging im Hochvakuum oder im variablen Druckmodus. elektronischen Bauteil zeigt.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Rohstoffe

Mineralogische Abbildung von Blauschiefer;, Probe mit freundlicher Genehmigung von S. Owen.

Typische Aufgaben und Anwendungen

m Morphologie, Mineralogie und kompositorische
Analysen von geologischen Proben

®m Imaging und Analyse von Metallstrukturen,
Frakturen und nichtmetallischen Einschltssen

m  Morphologische und kompositorische Analysen
von chemischen Rohstoffen und Wirkstoffen
bei Mikronisierungs- und Granulationsproz-
essen

So profitieren Sie von ZEISS EVO

Mit seinen hochstabilen Analysefunktionen, drei
KammergroBen, flexiblen Anschlusskonfigurations-
optionen und der kompatiblen integrierten Soft-
ware fur Mineralanalysen ist EVO ohne Zweifel das
beste Instrument flr die Charakterisierung nattr-
licher Ressourcen.

Bilden Sie Bodenproben mit dem C2D- und dem
BSE-Detektor im VP-Modus ab, um mdglichst viele
Informationen zur Struktur und Zusammensetzung
zu erhalten.

Erhalten Sie eindeutige Informationen zur Zusam-
mensetzung und Kristallografie von Duplexstahlen
sowie modernen Legierungen mit dem branchen-
fUhrenden BSE-Detektor von EVO.

Steigern Sie die Leistung von EVO mit dem ZEISS
Kathodolumineszenz-Detektor (CL) fUr ein klares,
streifenfreies Imaging von Carbonaten.
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Blauschiefer, abgebildet mit dem BSE-Detektor. Kupferschlackepartikel aus einer grofsen Kupferhditte in Sambia, Sandstein-Trdgergestein, dargestellt mit ZEISS Mineralogic.
mit freundlicher Genehmigung von Petrolab, UK.

Peralkaliner Granit, Nord-Québec (Kanada) mit Seltene-Erden-- Analyse von Metallen mit Mineralogic Mining; Goldminerali- Hochauflésende Karte einer PGE-reichen, podiformen Chromit-
Anteilen, einschliefSlich einer Fluoritader, die die Probe durch- sierung und Sulfidadern, insbesondere mit Sphalerit; mit freund- Lagerstdtte; mit freundlicher Genehmigung von Dr. Chris Brough
schneidet, und abgegrenztem Zirkon. licher Genehmigung von Prof. Simon Dominy, Curtin University, und der University of Cardiff, Wales.

Australien.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Materialwissenschaft

Selbstheilender Beton, 12 kV, HV-Modus, der SE-Detektor zeigt die Mineralausdehnung und das Risse (berspannende Netzwerk von
selbstheilendem Beton. Bild mit freundlicher Genehmigung von Tanvir Qureshi, University of Cambridge, UK.

Typische Aufgaben und Anwendungen

m  Charakterisierung von leitfahigen und nicht-
leitenden Materialproben zu Forschungs-
zwecken

So profitieren Sie von ZEISS EVO

EVO wurde fir das Zusammenspiel mit verschie-
denen Imaging-Detektoren konzipiert. EVO ist mit
SE- und BSE-Detektoren, einer Strahlabbremsung
und einer koplanaren EDS- und EBSD-Geometrie
ausgestattet, deshalb ist es ein flexibles
Forschungswerkzeug fur die Materialanalyse.

Sie kénnen schnell und einfach zwischen den
Modi Hochvakuum und variabler Druckmodus
wechseln und dadurch sowohl leitfahige als auch
nichtleitende Proben untersuchen.

Die neueste ZEISS Detektortechnologie, wie der
Cascade Current Detector (C2D) und der Extended
Range Cascade Current Detector (C2DX), bietet
beim Betrieb im erweiterten Druckmodus und in
Wasserdampf ein herausragendes Imaging von
Polymeren, Kunststoffen, Fasern und Verbund-
stoffen.
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Ausdehnung und Risse (berspannendes Netzwerk von selbsthei- Verbundwerkstoffe fur die Luft- und Raumfahrt, abgebildet mit SE-Bild von Stellitpartikeln, einer nicht magnetischen und
lenden Mineralien, abgebildet mit einem SE-Detektor bei 12 kV, dem C2D-Detektor bei 10 kV im VP-Modus. korrosionsbestdndigen Kobaltlegierung, die fur Hartauftrags-
zeigt blumendhnliche Hydromagnesitstrukturen. schweifsen und sdurebestdndige Maschinenteile genutzt wird,

abgebildet bei 15 kV mit dem BSE-Detektor.

Eine BiCaCo-Keramik wird mit BSE-Detektor mit geringer Druckerpapier, abgebildet bei 20 kV und 40 Pa mit dem BSE- Graphen-Schaum-Struktur eines Batteriesystems, abgebildet im
Spannung (5 kV) aufgenommen, BSE liefert deutliche Material- Detektor. Hochvakuum mit dem SE-Detektor;
kontraste.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Biowissenschaften

Falschfarbendarstellung von Mehltau auf der Oberseite eines Blatts, abgebildet mit dem C2DX-Detektor bei 570 Pa, Wasserdampf bei 1 °C,
20 kV.

Typische Aufgaben und Anwendungen
m Erforschung von Pflanzen, Tieren und Mikro-
organismen

So profitieren Sie von ZEISS EVO

EVO ist ein echtes Environmental Scanning Elec-
tron Microscope (ESEM), mit dem Proben in ihrem
natUrlichen Zustand unter verschiedenen Wasser-
und Luftverhaltnissen untersucht werden kénnen.
EVO unterstitzt Kryo- und STEM-Imaging.

Die Auswahl an VP- und EP-Detektoren wie BSE,
VPSE-G4, C2D und C2DX erlaubt bisher unerreich-
te Aufnahmen von biologischen Proben.

Bilden Sie empfindliche hydrierte biologische Pro-
ben mit dem C2DX-Detektor ab, um ausgezeich-
nete Bilder bei hohem Druck und in Wasserdampf
zu erfassen.

Erhalten Sie detailreiche Bilder von Gewebeproben
ohne Loésungen fur aktive Kihlung, indem Sie
Proben im dynamischen Gleichgewicht in Wasser-
dampf mit dem BSE-Detektor und EVO abbilden.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Biowissenschaften

Mebhltau auf der Oberseite eines Blatts, der Mehltau wurde Zellstruktur eines Orangenquerschnitts, abgebildet mit dem BSE-
weder einer Kritischen-Punkt-Trocknung unterzogen noch Detektor bei 5 kV und 110 Pa im variablen Druckmodus.
beschichtet. Abgebildet mit dem C2DX-Detektor bei 570 Pa,

Wasserdampf bei 1 °C, 20 kV.

Detail eines Pseudoskorpions, abgebildet mit dem BSE-Detektor Braunes Fettgewebe von einer Nierengewebeprobe, abgebildet
im Hochvakuum bei 20 kV. ohne Kihlung im dynamischen Gleichgewicht in Wasserdampf;
abgebildet mit dem BSE-Detektor bei 285 Pa im variablen
Druckmodus. Probe mit freundlicher Genehmigung von
R. Reimer, Heinrich-Pette-Institut, Deutschland.

Im erweiterten Druckmodus abgebildete Pollen bendtigen
keine zeitaufwdndigen Workflows fir die Probenprdparation.
Abgebildet mit dem BSE-Detektor bei 5 kV, 30 Pa Luft.

100 pm

Querschnitt einer Mdusezunge, abgebildet mit dem BSE-Detek-
tor bei 266 Pa im variablen Druckmodus; Probe mit freundlicher
Genehmigung von R. Reimer, Heinrich-Pette-Institut, Deutsch-
land.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Forensik

Geschmolzenes Glas, das auf einer Wolframwendel erstarrt ist, weist darauf hin, dass die Gluhbirne zum Zeitpunkt des Vorfalls geleuchtet
hat, abgebildet mit dem C2D-Detektor bei 20 kV, 30 Pa.

Typische Aufgaben und Anwendungen
m Schmauchspuren

m Analyse von Lack und Glas

m  Gefdlschte Banknoten und Minzen

m Vergleich von Haaren und Fasern

m  Forensische Toxikologie

So profitieren Sie von ZEISS EVO

Mit seinen diversen VP- und EP-Detektoren liefert
EVO konsistent scharfe Bilder von Proben mit
minimaler Probenpraparation.

Die erstklassige EDS-Geometrie von EVO bietet
hohen Durchsatz bei Schmauchspuranalysen.
EVO ist mit spezialisierter Drittanbietersoftware
fur die Analyse von Schmauchspuren kompatibel.
Die Losung bietet auserdem die Vorteile der Envi-
ronmental Electron Microscopy, mit der Proben in
ihrem urspriinglichen Zustand abgebildet werden
konnen.
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ZEISS EVO in der Anwendung: Forensik

Die Spur eines Schlagbolzens auf dem Schusswaffengehduse
kann zur Identifizierung der Waffe verwendet werden.
Abgebildet mit dem SE-Detektor bei 10 kV.

BSD-Bild von Schmauchspurpartikeln bei 20 kV; Probe mit freun-
dlicher Genehmigung von I. Tough, Robert Gordon University,
Aberdeen, UK.

Erstarrte geschmolzene Splitter einer verheerenden Explosion
kénnen bei der Ursachenermittlung helfen.

Der C2D-Detektor erzeugt ausgezeichnete Bilder von unbe-
schichteten Proben im variablen Druckmodus, was fir
forensische Vergleiche von Fasern ideal ist.
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten: Die EVO-Produktfamilie

Flexibilitat bei Probenkammern und Tischen
Mit drei Kammergrdfen und zwei Tischvarianten
kénnen Sie EVO prazise auf Ihre REM-Imaging-
und Mikroanalyseanforderungen abstimmen.
Wie viel Platz brauchen Sie? Wahlen Sie das
Design nicht nur anhand der Gréf3e von Proben
oder Werkstucken aus, die Ihnen in lhrer Arbeits-
umgebung begegnen koénnten, sondern auch
unter Berlcksichtigung der Vakuumkammer-
auflenmafe, damit Kameras und Detektoren
ebenfalls Platz finden.

Standardtisch

.

Volle Bewegungsfreiheit

Grof3er Tisch (Z-Fahrweg)

Nicht geneigt

Volle Bewegungsfreiheit

EVO-Tische zeichnen sich — bei allen KammergréfSen — durch eine hohe Tragkraft aus. Das flexible Design der Tische erlaubt lhnen, Spacer
hinzuzufugen oder zu entfernen und sogar das Modul zur Neigung und Rotation in Richtung Z-Achse abzunehmen, damit die gesamte
Basisplattform volle Bewegungsfreiheit auf der X- und Y-Achse hat.

ZEISS EVO 10

ZEISS EVO 15

ZEISS EVO 25

Wahlen Sie EVO 10 mit dem optionalen
Ruckstreudetektor und dem Element
EDS-System zu einem aufSergewohnlich

erschwinglichen Preis fur Ihren Einstieg in die

Elektronenmikroskopie. Selbst diese kleinste
der EVO-Vakuumkammern unterscheidet
sich deutlich von Tisch-REMs. Mit dieser
Investition sind Sie schon jetzt fur zukinftige
Anwendungen gerUstet, die mehr Platz und
mehr Anschlusse erfordern.

EVO 15 steht beispielhaft fur das Flexi-
bilitdtskonzept der EVO-Produktfamilie
und erbringt bei Analyseanwendungen
Spitzenleistungen. Entscheiden Sie sich fur
die grofere Vakuumkammer und fugen
Sie den VP-Modus fir Bilderfassung und
Analyse nichtleitender Proben hinzu. Erhal-
ten Sie eine vielseitige Losung fur zentrale
Mikroskopie-Einrichtungen oder Labors fir
die industrielle Qualitatskontrolle.

EVO 25 ist die robuste Lésung fir die
Industrie, die ausreichend Platz fiir sehr
grofse Werkstlicke und Baugruppen bietet.
Erweitern Sie EVO 25 optional mit einem
Tisch mit 80 mm Z-Fahrweg, der selbst im
gekippten Zustand ein Gewicht von bis

zu 2 kg tragt. Die grolRe Kammer bietet
zudem Platz fUr mehrere Analysedetekto-
ren zur Unterstltzung anspruchsvollster
Mikroanalyseanwendungen.

Maximale Probenhohe (mm)

100 135 210
Maximaler Probendurchmesser (mm)
200 250 300
Motorisierter Tisch mit XYZ-Fahrweg (mm)
k 80 x 100 x 35 125 x 125 x 50 130 x 130 x 50 (oder 80)
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten: Wahlen Sie lhr Vakuumsystem

Elektronenmikroskope bendtigen ein Vakuum, damit der Elektronenstrahl nicht nur die optische Saule, sondern auch die Vakuumkammer durchlaufen kann, um die

Probe oder das Werkstuick auf dem Probentisch zu erreichen. EVO wurde allerdings so konzipiert, dass in der Vakuumkammer bis zu 3000 Pa aufrechterhalten werden

kénnen. Dies erweitert die Anwendung fur das Imaging und die Mikroanalyse von nichtleitenden Proben mithilfe des VP-Modus, der flir Proben oder Werkstlcke er-

forderlich ist, die nicht mit einem leitfahigen Kohlenstoff- oder Metallfilm Uberzogen werden kénnen. Aufserdem konnen hydrierte und stark verschmutzte (z. B. 6lige)

Proben untersucht werden, wenn EVO mit einer optionalen Through-the-Lens-Differentialpumpe (TTL) fir den erweiterten Druckmodus ausgestattet ist.

Nur Hochvakuum

Unter Hochvakuum im Druckbereich von

10° mbar werden Proben fur die Bearbeitung mit
dem REM typischerweise mit einer leitfahigen
Oberflache versehen. Diese ist im Fall von Metal-
len nativ, oder sie wird in Form eines diinnen
Kohlenstoff- oder Metallfilms aufgetragen. Das
Hochvakuum-Verfahren erzeugt sehr hochwertige
Bild- und Analysedaten, weil der Elektronenstrahl
koharent bleibt, wenn er im Hochvakuum durch
die Saule zur Vakuumkammer verlauft.

Bruchfidche von Edelstahl, abgebildet mit Sekunddrelektronen
im Hochvakuum, horizontales Sichtfeld 20 um.

Variabler Druck (VP-Modus)

Entscheiden Sie sich fir EVO mit VP-Modus,

wenn Sie hochwertige Bild- und Analysedaten von
nichtleitenden Proben oder Werkstoffen beno-
tigen, die in einem multimodalen Workflow
untersucht werden.

Beim VP-Modus kommt in der Vakuumkammer ein
Gas zur Anwendung, um den Prozess der Gas-
ionisation auszuldsen, mit dem der Ladungs-
aufbau auf Oberflachen nichtleitender Materialien

neutralisiert wird.

Synthetischer Diamant mit Defekten und Einschlissen, abgebil-
det mit dem BSE-Detektor im VVP-Modus.

Erweiterter Druck (Environmental-Modus)
Der VP-Modus ldsst sich sogar noch weiter aus-
reizen, wenn Sie eine TTL-Pumpe und Wasser-
dampf in der Probenkammer verwenden, um
einen noch héheren Gasdruck zu erreichen. Dies
erlaubt das Imaging von hydrierten Proben in
ihrem naturlichen Zustand bei einer relativen Luft-
feuchte von bis zu 100 %. Diese Vakuumkonfigu-
ration wird auch fur stark verschmutzte Werk-
stlicke empfohlen, bei denen mittels TTL-Pumpe
eine Verschmutzung der optischen Saule ver-
hindert wird.

Wassertropfen auf einer Teflon®-Probe, abgebildet mit ZEISS
EVO und C2DX-Detektor; Strahlenspannung: 20 kV; Kammer-
druck: 630 Pa;, Wasserdampf bei 0,9 °C.
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten: Wahlen Sie lhre Detektoren

Sekundarelektronendetektoren

Auf jedem EVO ist der gangige Szintillator-
ahnliche Everhart-Thornley-Sekundarelektronen-
detektor mit Gittervorspannung fur die Verwen-
dung im Hochvakuum zu finden.

Um eine Sekundarelektronendetektion bei nicht-
leitenden Proben oder Werkstlcken im VP-Modus
durchzufihren, flgen Sie den C2D- oder VPSE-
Detektor zu.

FUr die Sekundarelektronendetektion bei er-
weitertem Druck in einem gasférmigen Zustand
(Wasserdampf) ist der C2DX-Detektor die beste
Wahl.

C2D-Imaging mit deutlich reduziertem Aufladungseffekt.

Riickstreuelektronendetektoren

Entscheiden Sie sich fur einen BSE-Detektor mit
4 Quadranten fur die Druckmodi Hochvakuum
und variabler Druck. Die Quadranten kénnen
einzeln ausgewahlt, gemischt oder subtrahiert
werden, um die Oberflachenmorphologie mithilfe
der Winkelversetzung bei der Ruckstreuemission
hervorzuheben.

Wahlen Sie einen Solid-State-BSE-Detektor mit

5 Quadranten, der an der Detektorseite ein
funftes Element hinzufugt und ein optimiertes
Rlckstreu-lImaging von Probenoberfldchen bei
flachem Winkel ermoglicht.

Ein Szintillator-Ruckstreuelektronendetektor
(YAG BSE) fur den Betrieb im Hochvakuum bietet
Ihnen schnelle Abtast-Reaktionszeiten.

Rlickstreuelektronenbild eines Fullmaterials (dunkel) in einem
Fasergewebe (hell).

Energiedispersive Rontgenspektroskopie
(EDX)

EVO Element ist die integrierte EDS-L&6sung mit
benutzerfreundlicher GUI und einer ausgezeichne-
ten Zahlempfindlichkeit der Rontgenstrahlen bei
geringen kV-Werten.

Die Integration verbessert die Nutzbarkeit, da nur
ein PC zur Steuerung des EDS-Systems und des
REM notig ist.

EVO Element wird von der ZEISS Serviceorgani-
sation unterstutzt.

Sie koénnen sich aber auch fur eine EDS-Losung
von einem der flhrenden Anbieter entscheiden.
Sie alle verfligen Uber Schnittstellen zu EVO, um
REM-Parameter zu Ubertragen, die fur die Quanti-
fizierung von Spektraldaten der Rontgenstrahlen
erforderlich sind.

EVO Element: Darstellung des Spektrums, Bilddarstellung und
Mehrfachansicht
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten: Automatisierte Partikelanalyse

ZEISS SmartPI

Egal, ob Sie sich mit industrieller Sauberkeit,
Prognosen zum Maschinenverschleifs, der
Stahlproduktion oder dem Umweltmanagement
befassen: Mit schlisselfertigen ZEISS Losungen
fur die Partikelanalyse profitieren Sie von
umfassenden und zuverlassigen Daten.

SmartPl (Smart Particle Investigator) ist eine
leistungsstarke, automatisiertes Partikelanalyse-
Losung fur EVO. Es erkennt, untersucht und
charakterisiert automatisch bestimmte Partikel in
Ihrer Probe. Machen Sie die EVO-Produktfamilie
noch produktiver durch automatische Analysen —
zum Beispiel, indem Sie das REM vollig unbe-
aufsichtigt Uber Nacht und am Wochenende

laufen lassen. Erstellen Sie automatisch Standard-
berichte oder Uberprifen Sie Ihre Daten manuell.
Die erweiterte Partikelanalyse erlaubt es Ihnen,
industrielle Verfahren durch eine schnelle und
objektive Probenquantifizierung zu optimieren.
Dank anwendungsspezifischer Plug-ins stehen
vorgefertigte Ablaufe und Berichtsvorlagen

zur Verflgung, die speziell auf Ihre Branche
zugeschnitten sind.

SmartPl ist vollstandig mit CAPA kompatibel, der
ZEISS Losung fur die korrelative Partikelanalyse,

mit der erweiterte Anwendungen im Bereich

industrielle Reinheit durchgefiihrt werden kénnen.

SmartPl entspricht den Normen ISO 16232 und
VDA 19 Teil 1 und 2.

SmartPl mit EDS: schnelle Partikeliden-
tifizierung und -klassifizierung.

Bild von ZEISS SmartPl, das Partikel
verschiedener Gréfsenbereiche zeigt,
wobei Partikel einer bestimmten GrofSe
durch eine eigene Farbe dargestellt
werden.

Verwenden Sie SmartPl, um Partikel
automatisch zu lokalisieren, zu charak-
terisieren und anschliefSend mithilfe
von Bildanalyse und EDS zu identi-
fizieren.

Katalogisieren Sie Partikel inklusive
aller zusdtzlichen multimodalen Daten
in einer Datenbank, um sie umgehend
zu untersuchen und in Berichten zu
erfassen.
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten: Automatisierte

Automatisierte Mineralogie

ZEISS Mineralogic verbindet eine moderne Mineralanalyseldsung mit einer breiten Palette von anwendungs-

spezifischen Ausgaben fur thr EVO. Dies ermaglicht es Ihnen, selbst schwierige geologische Proben mit einer

Prazision im Submikrometerbereich zu charakterisieren und zu quantifizieren.

Ol und Gas

Verwenden Sie Mineralogic Reservoir in Ihrem
digitalen Gesteinspetrophysik-Workflow, um ein
tieferes Verstandnis fur Ihr Reservoir zu gewinnen.
So kénnen Sie die Mineralien, die Porositat und
die organischen Bestandteile automatisch darstel-
len und charakterisieren. Passen Sie Ihr System an
Ihre BedUrfnisse an, sodass Sie beliebige Gesteins-
typen von konventionellen Sandsteinreservoirs bis
hin zu hochgradig heterogenen Schiefern und
Tongesteinen analysieren konnen. lhr automati-
siertes petrologisches System liefert besondere
Einblicke in Speichergestein und leistet entschei-
dende Beitrage zur Charakterisierung von Proben
vom Zentimeter- bis zum Nanometerbereich.

Bergbau

Mineralogic Mining ermdglicht quantitative Minera-
logie fur die Geometallurgie, die Optimierung von
Mineralverarbeitungsanlagen und die Charakteri-
sierung von Erzen. Gewinnen Sie wertvolle Er-
kenntnisse zur Unterstltzung der Prozessmodel-
lierung und Entscheidungsfindung und senken Sie
dadurch Risiken und Kosten. Erreichen Sie Pro-
zessverbesserungen durch quantitative Mineralo-
gie und durch Nutzung von Elementarverhalten,
Korngrofenverteilung sowie Freisetzungs- und
Blockierungsmerkmalen. Ihr automatisiertes
Mineralogiesystem ist ein wichtiger Faktor im
modernen Bergbau.

Mineralogie

Bilder von Mineralpartikeln von Einsatzmaterial (Schwermineral-
sand), sortiert nach max. Feret-Durchmesser.

Hochaufgeldste Mineralkarte; Ni-Cu-Erz, Fraser-Bergwerk,
Sudbury, mit freundlicher Genehmigung der University of
Leicester, UK.
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten: Software fiir bessere Analysen

ZEISS SmartBrowse: nach der Bilderfassung
Verwenden Sie SmartBrowse, das kontextuelle
Imaging-Tool fur die nachtragliche Verarbeitung
von Bildern, um Aufnahmen, die mit mehreren
Detektoren und unterschiedlichen Vergroferun-
gen erstellt wurden, als einzelnes, interaktives

Bild darzustellen. Mit dieser patentierten Software
von ZEISS entwickeln Sie ein umfassendes kontex-
tuelles Verstandnis |hrer Bilder, was die GrofSe und
Imaging-Parameter angeht. Mit SmartBrowse
kann eine Fotografie lhrer Probe zur Navigation
durch die erfassten Bilddaten verwendet werden.
SmartBrowse zeigt an, wenn Zusatzinformationen
fur ein ausgewahltes Feld verfligbar sind. Die von
mehreren Detektoren flir dasselbe Feld erzeugten
Informationen dienen zur Erstellung einzigartiger
und umfangreicher Datenschichten.

} Hier klicken, um das Video anzusehen.

SmartBrowse zeigt den erfassten Datensatz als anklickbare,
skalierbare Karte an. Diese bietet eine kontextuelle Ansicht,
die Ihnen zum besseren Verstdndnis Ihrer Probe verhilft.

ZEISS Atlas 5: Meistern Sie multi-
dimensionale Herausforderungen
Verwandeln Sie EVO in eine Losung fur das schnelle
automatisierte Mapping grofser Bereiche. Dank
des 16-Bit-Abtastgenerators und der dualen
Supersampling-Signalerfassung lassen sich Einzel-
bilder bis 32.000 x 32.000 Pixel mit Verweilzeiten
von 100 ns bis 100 s erstellen, die in 100-ns-
Schritten erhoht werden kénnen. Mit dieser
Losung konnen Sie grof3e Bildmontagen erstellen,
die eine Extreme-Field-of-View-Darstellung mit
einer REM-Auflésung im Nanometerbereich
erzeugen. Das optionale Atlas-5-Array-Tomo-
grafiemodul wurde speziell fir das automatisierte
Imaging serieller Schnitte von biologischen Gewebe-
proben entwickelt, um 3D-Visualisierungen grofser
Volumina zu erméglichen.

3D-Visualisierung (Medicago sp., Wurzelkndllchen, serielle Schnitte,
PixelgréfSe 25 nm, 3D-Darstellung der rdumlichen symbiotischen
Beziehungen zwischen stickstoffbindenden Bakterien (Rhizobien)
und der Wirtsleguminose. Probe mit freundlicher Genehmigung
von J. Sherrier, J. Caplan und S. Modla, University of Delaware, US.

ZEN 2 starter: kostenlose Mikroskop-
software

ZEN 2 starter ist die kostenlose Version der Imaging-
Software ZEN 2 core. Verwenden Sie diese als
Anzeige flr Ihre EVO-Daten auf einer unbe-
grenzten Anzahl an Offline-PCs.

Entdecken Sie die Funktionen von ZEN 2 core fur
die erweiterte Bildanalyse und Archivierung von
Daten aus EVO. ZEN 2 starter ist ein guter Einstieg
in die leistungsstarke Imaging-Software ZEN 2
core flr vernetzte Mikroskopie. Mit ZEN 2 core,
das Uber das ZEISS Modul Shuttle & Find verfugt,
konnen Sie Ihr EVO in einem mehrstufigen, multi-
modalen oder korrelativen Workflow mit anderen
Systemen kombinieren.

Laden Sie ZEN 2 starter herunter:
www.zeiss.com/zen2starter
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Technische Spezifikationen

ZEISS EVO 10

ZEISS EVO 15

ZEISS EVO 25

Auflosung

2nm, 3 nm bei 30 kV SE mit LaB,, W.

6 nm, 8 nm bei 3 kV SE mit LaB,, W.

9nm, 20 nm  bei 1 kV SE mit LaB,, W.

Beschleunigungsspannung 0,2 bis 30 kV

Sondenstrom 0,5 pA bis 5 pA

Vergroferung < 7--1.000.000-fach <5--1.000.000-fach < 5-~-1.000.000-fach
Sehfeld 6 mm bei analytischem Arbeitsabstand

Rontgenanalyse

8,5 mm Arbeitsabstand und 35° Abnahmewinkel

OptiBeam™-Modi

Auflosung, Tiefe, Analyse, Feld, Fischauge®

Druckbereich

Verfiigbare Detektoren

10 — 133 Pa (EasyVP)
10 - 400 Pa (Variable Pressure)

10 — 3000 Pa (Extended Pressure)

SE — Everhart-Thornley-Sekundarelektronendetektor
(standardmafig mitgeliefert)

HDBSD — Solid-State-Rlickstreuelektronen, 4 oder 5 Quadranten
YAG-BSD — YAG Kristall-Ruckstreuelektronendetektor

VPSE-G4 — Sekundarelektronendetektor fiir variablen Druck
C2D - Cascade-Stromdetektor
C2DX - Extended Range Cascade-Stromdetektor

SCD — Probenstromdetektor

STEM — Detektor fur Rastertransmissionselektronenmikroskopie

CL — Kathodolumineszenz-Detektor

EVO Element — energiedispersives Spektrometer (EDS)

WDS - wellenldngendispersives Spektrometer

EBSD — Ruckstreuelektronenbeugungsdetektor

CCD ~ Charge Coupled Device
fur Raman-Spektroskopie
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Technische Spezifikationen

ZEISS EVO 10

ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

Kammerabmessungen

310 mm (@) x 220 mm (H)

365 mm (@) x 275 mm (H) 420 mm (@) x 330 mm (H)

5 motorisierte Achsen Probentischsteuerung per Maus oder optionalem Joystick
Probentisch und Bedienfeld

X=80mm, Y =100 mm,

Z=35mm, T=-10° bis +90°,

R = 360° (stufenlos)

X=125mm, Y =125 mm, X =130 mm, Y =130 mm,
Z=50mm Z =50 mm oder 80 mm
T=-10° bis +90°, R = 360° (stufenlos) T=-10° bis +90°, R = 360° (stufenlos)

Maximale Probenhéhe

100 mm

145 mm 210 mm

Zukunftssichere
Upgrading-Pfade®

BeamSleeve, Extended Pressure,
Wasserdampf VP und EP Gas

Bildspeicher 32.000 x 24.000 Pixel, Signalerfassung durch Integration und

Mittelwertbildung (Scangeschwindigkeit 2 oder hoher)

Systemsteuerung Bedienung der SmartSEM®-GUI per Maus und Tastatur

Bedienung der SmartSEM Touch®-GUI Uber 23"-Touchscreen,
Maus und optionales Bedienelement

Bedienelement mit Drehkndpfen fir
verbessertes manuelles Feedback und eine intuitivere
Steuerung beim Imaging

Benutzerfreundliche Funktionen — autom. Sattigung, autom.
Ausrichtung, Probenauswahl und autom. Imaging

Windows® 10, mehrsprachiges Betriebssystem

Versorgungs-
anforderungen

100 — 240 V; 50 oder 60 Hz, einphasig,
keine Wasserkihlung erforderlich

(M OptiBeam — aktive Steuerung der Saule fir beste Auflésung, beste Scharfentiefe oder bestes Sehfeld

@ Optionales Upgrade
® SmartSEM — GUI der sechsten Generation zur REM-Steuerung
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Erleben Sie Service, der seinen Namen verdient

Ihr Mikroskop-System von ZEISS gehort zu Ihren wichtigsten Werkzeugen. Wir stellen sicher, dass es immer
betriebsfahig ist. Mehr noch: Wir sorgen dafur, dass Sie alle Moglichkeiten Ihres Mikroskops voll ausschopfen.
Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen arbeiten unsere Experten noch lange nach lhrer Entscheidung
fur ZEISS kontinuierlich daran, dass Sie besondere Momente erleben: Momente, die Ihre Arbeit befligeln.

Reparieren. Instand halten. Optimieren.

Ihre ZEISS Protect Service-Vereinbarung sichert die Lebensleistung Ihres Mikroskop-Systems: Betriebskosten
werden planbar — Sie verringern Ausfallzeiten und profitieren von durchgangig optimierter System-
Performance. Sie wahlen aus mehreren Service-Optionen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir, welche
Protect Service-Vereinbarung am besten flr Sie, Ihr Mikroskop-System und die spezifischen Anforderungen

threr Organisation zugeschnitten ist.

Sie durfen sich auch jederzeit auf unseren Service on-demand verlassen. Unsere Service-Mitarbeiter analysieren

Ihren System-Status und beheben Stérungen per Fernwartung oder bei Ihnen vor Ort.

Erweitern Sie lhr Mikroskop-System

Ihr Mikroskop von ZEISS ist zukunftssicher ausgelegt: Offene Schnittstellen erlauben Ihnen, Ihr System nach
Wunsch zu erweitern — Sie erganzen Ihr System mit dem Zubehor Ihrer Wahl und bleiben immer auf dem
neuesten Stand. Auf diese Weise verlangern Sie die Produktivzeit Ihres ZEISS Mikroskops erheblich.

Profitieren Sie von der optimierten Leistung Ihres Mikroskop-
Systems mit Servicedienstleistungen von ZEISS — jetzt und fur

die kommenden Jahre.

>> www.zeiss.com/microservice
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http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy

